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El interés en las propiedades físicas que presenta el grafeno debido a las prometedoras aplicaciones
tanto tecnológicas como científicas, hace que este material sea estudiado bajo diversas técnicas que
nos proporcionen información fundamental. Trabajos realizados demuestran que la visibilidad del
grafeno se puede mejorar al ser exfoliado en sustratos de SiO2/Si, y que depende del espesor de la
capa de SiO2.
En este trabajo se estudia el sistema Grafeno/SiO2/Si mediante elipsometría espectroscópica (SE, por
sus siglas en ingles) en el rango de 250nm a 650nm, con un tamaño de spot de 1mm2, para su
respectivo análisis  se implementó el  método de matrices de transferencia lo cual  nos permitió
conocer los espesores medios del grafeno y de las capas de SiO2 (305nm).


